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1. EMENTA 

Simulação de Processos: 

Introdução aos processos químicos utilizando simuladores de processos (Aspen Plus, 

Coco, DWSIM). Uso de simulador comercial na solução de problemas de engenharia. 

Simulação de diagramas de fluxo: estimativa de propriedades de compostos, análises 

de sensibilidade de variáveis de processo, obtenção de especificações de desenho de 

processo, síntese e análise de processos químicos. Escolha e avaliação do melhor 

modelo termodinâmico a ser usado no processo estudado. Análise de casos usando 

reciclo e purga (estudo de caso). Estudo de caso. 
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